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１．概要（Summary） 

本研究グループでは光ナノインプリントリソグラフィによ

る有機・無機・金属材料から成るナノ構造体デバイスの創

製を目的に、同手法の材料やプロセス、ナノ構造体の光

学特性に関して研究している。今回、同手法による超微

細加工を目指したシリカモールドの作製を目的とし、電子

線リソグラフィにより溝幅 10-20 nm の凹ラインパターンの

作製を検討した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

EB 描画装置，イオンミリング装置，Deep RIE 装置#1 
【実験方法】 

シリカ基板上に膜厚 40 nm または 20 nm となるように

ポジ型電子線レジスト ZEP520A をスピン塗布法により成

膜した。東北大学試作コインランドリの電子線描画装置を

用いて線幅 10-20 nm となるように電子線描画を行った。

各電流量の条件でのライン描画によりピッチ 40-80 nmの

ライン&スペースパターンを描画した。描画・現像により作

製した EB レジストパターンをエッチングマスクとしてシリカ

エッチングを行い、作製されたシリカパターンを電界放出

形走査電子顕微鏡 FE-SEM で観察した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したシリカラインパターンを図 1 に示す。EB レジス

トの膜厚が 40 nm の場合にはラインの揺らぎや接合が観

察された。一方、膜厚 20 nm の場合には良好なライン&
スペースパターンが観察された。EB レジストパターンのア

スペクト比を低下させることで、現像やエッチング時の形

態変化を抑制できたと考える。今後、光ナノインプリントリ

ソグラフィ用のモールドとして使用することにより、10-20 
nm サイズのナノ加工およびデバイス応用への展開が期

待される。 
 
 
 
 
 
Figure 1. FE-SEM images of concave silica line 
patterns fabricated using resist films with a 
thickness of (a) 40 and (b) 20 nm. 
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